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１．概要（Summary） 

静電容量型圧力センサの更なる小型化・高機能化のた

め，微小なダイアフラム構造の作製プロセス確立が求めら

れている．ダイアフラムの小型化に伴い，静電容量変化

維持のためにダイアフラムの薄膜化が望まれる．その一

方で，薄膜化による剛性低下は成膜時の内部応力の影

響を受け，ダイアフラムの初期たわみを招く原因となる．そ

のため小型圧力センサの実現に向けて，従来とは異なる

材料・プロセスが必要となる． 

近年，新しいMEMS材料として薄膜金属ガラスが注目

されている．薄膜金属ガラスは常温でアモルファス，過冷

却液体域で内部応力を緩和可能な材料である．一般に

高強度，高靭性，低弾性率などの優れた機械的特性を持

つ．本報告ではこれらの特性を示す薄膜金属ガラスを小

型かつ微小圧測定用センサのダイアフラム材料に選定し，

熱処理による薄膜金属ガラスの応力緩和条件の最適化

及びダイアフラムのたわみ特性評価を目的とした． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー描画装置一式，リアクティブイオンエッチング

装置 

【実験方法】 

圧力センサのダイアフラムの作製プロセスを Fig. 1 に

示す．薄膜金属ガラスは，ガラス転移温度 640 °C である

Ru65Zr30Al5 (at.%)を用いた．成膜条件は Ar 圧力: 0.8 

Pa，膜厚: 1.7 m とした．応力緩和の熱処理条件は，熱

処理温度 Ta: 250-350 °C，保持時間: 60 min とした． 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2にダイアフラムの印加差圧と変位の関係を示す．

熱処理温度 250 °C-60 minで昨年度作製したダイアフラ

ムより変形特性が向上した．ただ，設計値通りの変形特性

は得られておらず，さらなる条件の最適化が必要である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし． 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし． 

 

６．関連特許（Patent） 

なし． 
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Fig. 1 Fabrication process of pressure sensor. 

Fig. 2 Deformation of diaphragm.  
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